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Introducéao

Ligas metalicas a base de cobalto depositadas
eletroquimicamente como filmes finos possuem
propriedades mecanicas e magnéticas, sendo
aplicadas em tecnologias de ponta. Dentre essas a
liga CoNi destaca-se por ter boas propriedades
magnéticas devido ao Co e resisténcia a corrosédo
devido ao Ni [1]. A eletrodeposicdo é um processo
vantajoso tanto econdmica como energeticamente
para a obtencdo dessa e de outras ligas metdlicas.
Em eletrodeposicdes, a presenca de um aditivo em
solucdo traz diversas vantagens, como a formacao de
ligas mais homogéneas e aderentes, aumento na
eficiéncia energética do processo e uma alteracdo na
cinética do mesmo. A liga CoNi foi pouco estudada
com relacdo ao papel do aditivo durante a
eletrodeposicao.

Este trabalho é complementar ao estudo da
eletrodeposicdo de Co e Ni separadamente,
buscando caracterizar cineticamente a
eletrodeposicdo da liga @®Ni a partir de banhos de
cloreto contendo glicina (C,HsO,N) como aditivo.

Resultados e Discussao

Filmes de CoNi foram eletrodepositados a partir de
dois banhos (sistemas | e Il), como mostrado na Tab.
1. Os pHs foram ajustados para 4,0 e 4,8, pois tais
valores de pH apresentaram as maiores eficiéncias de
corrente nas deposi¢cdes de Co e Ni individualmente.
A proporcdo molar entre Ni?* e Co* foi fixada em 4:1,
relacdo ja utilizada em outros estudos com os dois
metais como aquela que gera um bom depdésito. As
solucBes foram desoxigenadas borbulhando-se
nitrogénio e os experimentos foram realizados a
temperatura ambiente. Os eletrodos utilizados foram
carbono vitreo (substrato), fio de platina (auxiliar), e
Ag/AgCI (referéncia).

Tabela 1. Concentra¢gfes das subslténcias presentes
nas solugdes estudadas, em mol L™

Sistema| Co” Ni®" Glicina [ NaCl| pH
| 0,0375 0,15 0,1875 194 | 4,0
Il 0,0375 0,15 0,1875 194 | 48
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Seguiu-se a seguinte sequéncia de etapas neste
trabalho: estudo por voltametrias ciclicas; realizagdo
das cronoamperometrias; andlise dos transientes de
corrente utilizando modelos matematicos,
desenvolvidos por Sharifker e Hills [2], que descrevem
0s processos de nucleacdo e crescimento; célculo
dos parametros de deposi¢do: nimero de sitios ativos
(N), taxa de crescimento de sitios (ANg) e coeficiente
de difuséo (D).

Nas voltametrias ciclicas, verifica-se a presenca de
crossover de nucleacdo [3] e apenas um pico de
reducdo, mas dependendo do potencial de limite
catdédico adotado ha mais de um pico de oxidagéo.

Nos transientes de corrente, ta formagdo de dois
picos de nucleagcdo quando o potencial aplicado é
baixo. A formacdo dos primeiros nucleos metalicos
da liga, composto prioritariamente por Co ou Ni,
ocorre de forma progressiva; em  seguida,
instantaneamente ou progressivamente, ocorre a
formagdo e o crescimento 3-D dos ndcleos
majoritarios da liga. Depois, 0s nlcleos se juntam
formando grdos e, quando as bordas destes se
juntam, a area eletroativa diminui e a corrente cai,
formando o segundo pico de nucleagdo. Em tempos
longos, o processo é controlado por difusdo.

Os parametros cinéticos de deposi¢cdo N e ANg, em
todos os sistemas, cresceram de forma exponencial
conforme o potencial aplicado era mais negativo.
Como era esperado, D se manteve praticamente
constante em fungéo do potencial.

Conclusodes |

A cinética de deposicdo de CoNi em meio com
glicina segue o modelo de nucleagdo progressiva na
formacdo da fase associada @ pico 1e na maioria
dos casos na fase associada ao pico 2; nesta,
porém, ha um misto entre nucleagcdo progressiva e
instantdnea. N&o ha diferenca de comportamento
guando se altera o pH de 4,0 para 4,8.
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